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Prufun...ntrfn" '"'^^^^f/"^.^^^" ^-^^ Anmelder eingerelchten Unterlagen entnommen 

Prutungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

® Mati^en" "'^'"'""^ Matrixanordnungen auf Basis verschiedenartiger organischer leitfahiger 

Bisher erfolgt die Herstellung von Matrixanordnungen 
auf Basis organfscher leitfahtger Materialien, z. B vollfar- 
biger polymerer OLEDs, durch Druckverfahren, wie Tin- 
tenstrahldrucken. Die Effizienz von tintengestrahlten Fil- 
men ist jedoch sehr gering. 

Nach dem hier vorliegenden Verfahren erfolgt die Herstel- 
lung dadurch, dass auf ein Substrat vollflachig eine Ano- 

den^hicht sowie erne strukturierte Photolackschicht de- 

ren Struktur einer Pixel-Matrix entspricht, aufgetraqen 

werden, anschlielSend eine erste Schrcht eines organf- 

schen Materials aufgebracht und eine metallische Katho- 

denschicht aufgedampft wird, danach mittels Laserablati- 

on m den Bereichen, die fiir andersartige Pixel vorgese- 

hen sind, d.e Kathodenschicht und die darunter befindli- 
che erste Schicht des organischen Materials wieder abge- • 
tragen warden, anschllefiend eine Schicht eines weiteren 
andersartigen organischen Materials aufgebracht und 
wiederum eine metallische Kathodenschicht aufge- 
dampft w.rd und der Vorgang der Laserablation in den 
Bereichen, die fur andersartige Pixel vorgesehen sind 
und das Aufbnngen einer weiteren organischen Schicht 
und Aufdampfen einer Kathodenschicht entsprechend 
der Anzahl der verschiedenartigen Pixel wiederholt wird 
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erhali man ein voUfarbiges OLED Display. 
[0015] Das Aufschleudem (Spiri-Coating) von polymeren 
Filmen isl eine Technik, die hinsichtiich der Effizienz und 
Homogenitat qualitativ hochwertige iichtemittierende Poly- 
rnerfilnie liefert. Des weiteren entfallt das Problem der Posi- 5 
tionierung von Tropfen, das beim Untenstrahl-Druckverfah- 
ren auftrai. AuBerdem konnen kommerziell erhaltliche Po- 
lyniere oder Polymerlosungen verwendei werden, ohne 
diese hinsichtiich der Tropfenbildung zu opiimieren oder zu 
verandem zu miissen. Dariiber hinaus ist es mit der vorhan- 10 
denen Lasertechnik moglicb, Strukturen im Sub-Mikrome- 
ter-Bereich zu ablieren. Das hat zur Folge, dass ohne weite- 
res Bildschirme mit hochster Auflosung hergestellt werden 
konnen. Auch die Anwendung auf groBere Substrate ist ge- 
wahrleistet, da zum einen die Mdglichkeit besteht, die Laser 15 
liber das zu strukturierende Substrat zu scannen oder zum 
anderen die Laserstrahlen soweil aufzuweiten, dass sie iiber 
das gesamte Substrat reichen. 

[0016] Das Verfahren soil anschlieBend anhand eines in 
den Zeichnungen dargestellten Au.sfuhrungsbeispiels naher 20 
erlautert werden. Es zeigen 

[0017] Fig, 1 ein fiir das Verfahren vorbehandeltes Sub- 
strat eines OLED-Displays, 

[0018] Fig. 2 das OUED-Display nach deiri ersten Verfah- • 
rensschritt, 25 
[0019] Fig. 3 das OLED-Display nach dem zweiten Ver- 
fahrensschritt, 

[0020] Fig. 4 das OLED-Display nach dem dritten Verfah- 

rensschritt, 

[0021] Fig. 5 das OLED-Display nach dem vierten Ver- 30 
fahrensschritt, 

[0022] Fig. 6 das OUED-Display nach dem funften Ver- 
fahrensschritt, 

[0023] Fig. 7 das OLED-Display nach dem sechsten Ver- 

fahrensschritU 35 . 

[0024] Fig. 8 das OLED-Display nach dem siebten Ver- 
fahrensschritt und 

[0025] Fig. 9 das fertige OLED-Display nach dem achten 
Verfahrensschritt. 

[0026] Fig. 1 zeigt ein fur organische Leuchtdioderi not- 40 
wendiges Glassubstrat 1, das mit einer transparenten Anode 
aus Indium-Zinn-Oxid (ITO) sowie einer Lochu^sport- 
schicht aus Tetraphenyldiamin (TPD) und Triarylamin be- 
schichtet ist (letztere nicht gezeigt) und auf der sich eine 
vorstrukturierte Photolackschicht 2 befindet. Die Photolack- 45 
schicht 2 bildet Kanale, in. die die einzelnen lichtemittieren- . 
den Schichten (Polymere oder niedermolekularen Leucht- 
stoffe) aufgetragen warden (rot, griin und blau). Im gezeig- 
ten Fall soil die Iichtemittierende Schicht ein niedermoleku- 
larer Leuchtstoff 3 sein. . 50 

[0027] Zunachst wird eines der niedermolekularen 
Leuchtstoffe, z. B. der rot emittierende Leuchtstoff 3, ganz- 
flachig auf das Substrat 1 aufgedampft (Fig. 2), Anschlie- 
Bend wird ganzflachig eine Kathodenschichl 4 aufgedampft 
(Fig. 3). Danach werden die Linien, in. denen spater die an- 55 
dersfarbig emittierenden niedermolekularen Leuchtstoffe 
aufgebracht werden sollen, mit Hilfe von Laserablalion wie- 
der frei gemacht (Fig. 4). Dabei wird die Leistung des La- 
sers so eingestellt, dass lediglich Metall der Kathoden- 
schicht 4 abliert wird, nicht jedoch die Loch transport- 60 
schicht. Dies gilt fiir alle weiteren Abiations-Schriite. Ais 
nachstes wird der zweile niedennolekulare Leuchtstoff, 
z. B. der griin emittierende Leuchtstoff 5, ganzflachig auf 
das Substrat 1 aul'gedainpfi (Fig. 5). AnschlieBend wird 
wiederuni ganzflachig die Kathodenschichl 4 aufgedampft 65 
(Fig. 6). Danach werden die Linien, in denen spater der 
dritte, andersfarbig emittierende niedermolekulare Leucht- 
stoff aufgebrachi werden soli, rnit Hilfe von Laserablation 



firei gemacht (Fig. 7). Als vorletzter Schritt wird der blau 
emittierende niedermolekulare Leuchtstoff 6 ganzflachig 
auf das Substrat 1 aufgedampft (Fig. 8). SchlieBlich wird 
wiederum ganzflachig die Kathodenschicht 4 aufgedampft 
(Fig. 9). Nach dem Anschluss der Kontakte und dem Trei- 
ben der einzelnen Pixel erhali man ein voUfarbiges OLED 
l>isplay. ' 



Bezugszeichenliste 



1 Glassubstrat 

2 Photolackschicht 

3 Leuchtstoff 

4 Kothodenschicht 

5 Leuchtstoff 

6 Leuchtstoff 



Patentanspriiche 



1. Verfahren zur Herstellung von Matrix anordnungen 
auf Basis verschiedenartiger organischer leitfahiger 
Materialien, dadurch gekennzeichnet, dass auf ein 
Substrat vollflachig eine Anodenscbicht sowie eine 
strukturierte Photolackschicht, deren Struktur einer Pi- 
xel-Matrix entspricht, aufgetragen werden, anschlie- 
Bend eine erste Schicht eines organischen Materials 
aufgebracht und eine metaliische Kathodenschicht auf- 
gedampft wird, danach mittels Laserablation in den - 
Bereichen, die fiir andersartige Pixel vorgesehen sind, 
die Kathodenschicht und die darunter befindliche erste 
Schicht des organischen Materials wieder abgetragen 
werden, anschlieBend eine Schicht eines weiteren, an- 
dersartigen organischen Materials aufgebriacht und - 
wiederum eine metaliische Kathodenschicht aufge- 
dampft wird und der Vorgang der Laserablation in den 
Bereichen, die fiir andersartige Pixel vorgesehen sind, 
und das Aufbringen einer weiteren organischen Schicht 
und Aufdampfen einer Kathodeiischicht entsprechend 
der Anzahl der verschiedenartigen Pixel wiederholt 
wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, dass fiir die Anodenscbicht ein transparentes Mate- 
rial verwendet wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass, als organisches Material eine Iichtemit- 
tierende Schicht verwendet wird, 

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich- 
net, dass zwischen Anodenscbicht und den lichlemit- 
tierenden Schichten eine Lochtransportschicht aufge- 
bracht wird. 

5. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich- 
net, dass die Iichtemittierende Schicht jeweils ein auf- 
geschleudertes elektrolumineszenies Polymer ist. 

6. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich- 
net, dass die Iichtemittierende Schicht je.weils ein auf- 
gedampfter niedennolekularer Leuchtstoff ist. 

7. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich- 
net, dass die Lochtransportschicht aus Polyethylendi- 
oxyihiophen besteht. 

8. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich- 
net, dass die LochtransporLschicht aus Polyanilin be- 
steht. 

9. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich- 
net, dass die Lochiransponschicht aus Tetraphenyldia- 
min und Triarylamin besieht. 

10. Verfahren nach einen i der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die Kathode aus 
LiF/AI besteht. 
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11. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 9, da- 
durch gekennzeichnet, dass die Kathode aus Ca/Ag 
Oder Ca/Al besteht. 

12. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis, 9, da- 
durch gekennzeichnet, dass die Kathode aus LiF/Ca/AI 5 

Oder LiF/Ca/Ag besteht. 

13. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 9» da- 
durch gekennzeichnet, dass die Kathode aus Yb/AI 
Oder Yb/Ag besteht. 

14. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 9, da- 10 
durch gekennzeichnet, dass die Kathode aus LiFA^ b/Al 
Oder LiFAT5/Ag besteht 

15. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, dass die Leistung 
des Lasers bei der Laserablation so eingestellt wird, 15 
dass nur die Kathodenschicht und die darunter befindii- 
che organische Schicht abgetragen werden. 

16. Verfahren nach einem der Anspruche 2 bis 15, da- 
durch gekennzeichnet, dass, als Anodenmaterial In- 
dium-Zinn-Oxid verwendet wird. 20 
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